V prlbéhu této prace byly metodou magnetronového napraSovani pripravovany vrstvy CeOx na
grafitové folii a kfemikovém monokrystalu. VVzorky byly in situ charakterizovany metodou rentgenové
fotoelektronové spektroskopie a poté vystaveny vlivu atmosféry. Byly pozorovany vlivy substratu,
vzdalenosti ter¢ substrat a doby napraSovani na vyslednou stechiometrii vrstvy. Bylo zjiSténo, Ze

expozici na atmosfére dochazi k redukci pfipravenych vrstev. Redukce byla vyrazngjsi na vrstvach
pFipravenych na grafitoveé félii a napraSovanych z vétsi vzdalenosti.



